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요약

제 1의 구멍과 제 2의 구멍을 가진 기부를 함유하는 웨이퍼 캐리어 클리너이다.   일련의 세정 유체를 
웨이퍼 캐리어의 외부표면 주위에 보내게 구성된 제 1의 분무기와, 일련의 세정 유체를 웨이퍼 캐리어의 
내부표면 주위에 보내게 구성된 제 2의 분무기를 포함하고 있다.   웨이퍼 캐리어의 외부표면을 세정하
는 데 이용되는 사용유체는 제 1의 구멍을 통해 제 1의 유체 순환로에 보내지며, 웨이퍼 캐리어의 내부
표면을 세정하는 데 이용되는 사용유체는 제 2의 구멍을 통해 제 2의 유체 순환로에 보내진다.   외부와 
내부의 세정 유체를 위한 전용의 유체 순환로의 마련이 횡 오염을 감소시킨다.

대표도

도1

색인어

캐리어 세정 장치

명세서

기술분야

(본원은 1998년 1월 9일 출원의 미국 잠정특허 출원 60072,458에 의거한 실용출원이다.)

본 발명은 반도체 제조 산업에 이용되는 캐리어에 관한 것이며, 특히 상기 캐리어를 세척하는 징치와 빙
법에 관한 것이다.

반도체 웨이퍼 또는 타의 섬세한 전자부품들의 유용한 물품에의 형성과정은 고수준의 정밀도와 청결도가 
요구된다.   이들 물품은 점차 복잡해지고 소형화되기 때문에, 오염의 염려가 증대되고 있다.   공수 오
염물질의 문제는, 클린룸으로 알려진 제어의 제조환경을 마련함에 의하여 매우 감소시킬 수가 있다.   
클린룸은 대기중에 발견되는 공수 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 반면, 같은 클린룸 환경에 있
어서 웨이퍼를 완전히 처리하는 것은 가능하지 않으며 또는 타당하지 않다.   게다가, 모든 오염과 오염
물질이 제거되지 않는다.   그런 저런 이유로, 반도체 웨이퍼는 보호 캐리어 또는 폿의 도움으로 대량으
로 운송, 저장되며 제조된다.   이들 캐리어는, 일반적으로 캐리어 또는 폿이 그들 자신의 미환경을 유
지할 수 있는, 요위물을 포함하고 있다.   이 것은 어떠한 공중 오염물질도 또한 감소시킨다.       

오염과 오염물질은 다른 기구장치에 의하여 발생될 수가 있는 것이다.   예를 들어, 미립자들은, 웨이퍼
들을 웨이퍼 캐리어에 삽입하거나 캐리어로부터 제거할 때와, 도어를 캐리어에 부착하거나 캐리어로부터 
제거할 때 웨이퍼들에 의해 기계적으로 발생될 수가 있고, 또는 서로 다른 처리 유체들의 반응으로 화학
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적으로 발생될 수가 있다.   오염은, 또한 캐리어 자신 상의 가스방출, 또는 인간 활동으로 인한 생물학
적 약제의 결과일 수도 있고, 심지어는 캐리어의 부적절하거나 불완전한 세척의 결과일 수도 있다.   오
염은, 또한 키리어를 처리하는 동안, 장소에서 장소로의 이송 시, 캐리어의 외부에서 일어날 수가 있다.             

배경기술

이러한 오염 및 오염물질은, 캐리어 또는 폿을 주기적으로 세척 및/또는 세정함에 의하여 감소시킬 수 
있다.   전형적으로, 캐리어는, 외부와 내부의 표면이 세정 유체에 지배되는 세정장치에 캐리어를 배치
함에 의하여 오염과 오염물질을 세정한다.   외부표면을 세정하는 데 이용되는 유체는, 가끔, 내부표면
을 세정하는 데 이용되는 유체와 다르다.   소비한 유체를 통상 공동의 용기에 수집하여 버린다.    또
는 세정장치가, 외부와 내부의 표면에 대해 같은 세정유체를 사용하게 되기도 한다.   이는 소모한 유체
를 재순환시킨다.

상기의 캐리어 클리너들에 관해서는 몇가지의 문제점이 있다.   재순환시키는 그런 등사로 인해, 그들은 
외부와 내부의 표면의 특정한 필요에 유체를 마출 수가 없다.   또 그들은 도어 또는 요위물의 세정에는 
대비되지 않고 있다.

외부와 내부의 표면 세정유체 간의 최소의 횡 오염이 있는 웨이퍼 캐리어 클리너, 고가의 자원을 보존하
는 위이퍼 캐리어 클리너, 도어 세정 능력이 있는 웨이퍼 캐리어 클리너, 그리고 알맞은 제어의 환경에
서 작용할 수 있는 웨이퍼 캐리어 클리너,에 대한 필료가 상존한다.      

발명의 상세한 설명

본 발명은, 반도체 산업에 이용되는 반도체 웨이퍼 등을 보지하게 고안되거나 적합되는 컨테이너로서 구
성되게, 용어 웨이퍼 캐리어를 가진, 반도체 웨이퍼 캐리어 클리너에 관한 것이다.   웨이퍼 캐리어는: 
종래의  H바  위이퍼  캐리어;  전방개구  통합의  폿(Front  Opening  Unified  Pods);  표준  기계계면 
폿(Standard Mechanical Interface Pods), 웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구와,  반도체 칩, 페라이트 헤
드, 자기 공진 리드헤드, 박막 헤드, 나 다이, 범프 다이, 기판, 광학 장치, 레이저 다이오드, 예비 성
형품, 및 잡다한 기계장치 따위의, 소전자 부품 등을 저장, 이송, 제조하여 일반적으로 보지하기 위해 
마이크로 전자 산업에 이용되는, 타의 캐리어를 포함하나, 그에 한정되지는 않는다.

본 발명의 웨이퍼 캐리어 클리너는, 웨이퍼 캐리어의, 상이한 소정의 표면에 유체를 적용하기 위해 전용
되며 고안된, 복식의 또는 평행의 유체 순환로를 포함하고 있다.   즉, 웨이퍼 캐리어 클리너는 장치의 
제 1 및 제 2의 격리의 구역으로부터 웨이퍼 캐리어의 내부와 외부의 표면에, 각각 유체를 적용하는, 분
리된 유체 순환로를 가지고 있으며; 용어 유체 및 유체의,는 기체, 액체 또는 그들의 조합, 즉, 유동성 
물질의 상태 등을 포함하는 것이다.

일반적으로, 하나의 유체 순환로가 웨이퍼 캐리어의 외부에 유체를 공급하는 한편 다른 하나의 유체 순
환로가 웨이퍼 캐리어의 내부에 유체를 공급한다.

상세히 말하여, 유체등은 웨이퍼 캐리어의 내부와 외부의 표면을 주기적으로 세정하여 헹구어 건조시키
거나 또는 달리 준비(예를 드어, 탈오염)히는 데 사용된다.   바람직하게, 유체등은 유체의 순환로에, 
이동가능하게, 접속돼 있는 전용 분부기등을 통해 적용된다.   유체의 순환로등은, 필요하고 적당한 드
레인, 밸브, 필터 및, 유체를 내부로와 외부로 적용하는, 펌프등을 각각 포함하고 있다.   밸브등은 유
체등을 유체의 순환로에 순환시키고, 조합시키며, 청결히 하거나, 또는 바람직하거나 필요한 때, 재충전
되게 할 수 있다.

본 발명의 구성을 가진 웨이퍼 캐리어 클리너는, 그 위에 웨이퍼 캐리어(도어 없는) 또는 도어 보지 고
정구가  밀폐할 수 있게 위치되어 고정될 수도 있는, 기부를 함유하고 있다.   넓게 말하여, 웨이퍼 캐
리어 구성요소를 (측벽과 후벽을 포함하여 유체 타이트 체임버를 형성하게 되기도 하는) 세정장치의 기
부에 배치하는 행위는, 웨이퍼 캐리어 구성요소와 기부에 의하여 구성되는 내부공간을 포함하는 제 1의 
격리구역과 웨이파 캐리어의 외부공간으로서 구성되는 제 2의 구역의, 두 격리구역을 창출한다.   기부
는 재료를 이들 제 1 및 제 2의 격리구역으로 각각 건네고 이동시키는 제 1의 구멍과 제 2의 구멍을 가
지고 있다.   웨이퍼 캐리어가 위로 위치되는, 제 1의 구멍은 그의 내부에 접근시키게 구성돼 있는 한
편, 제 2의 구멍은 웨이퍼 캐리어의 외부표면의 외측에 위치돼 있다.   시용에 있어서, 웨이퍼 캐리어는 
그 기부 상에 배치되어서 캐리어의 접근구멍이 기부의 제 1의 구멍과 일치한다.   다음에는, 웨이퍼 캐
리어 클리너를 위한 선택식 요위물을 폐쇄하게 된다.    제 1의 또는 (제 1의 유체 순환로에 접속된) 외
부 분무기는 그리하여 캐리어의 외부와 내부를 각각, 동시에, 세정한다.          

외부 분무기는 그 것이 진동식으로 주위를 회전하기 때문에 캐리어의 외부표면에 비교적 깨끗한 유체를 
적용한다.   소비한(사용한) 유체는 외부표면으로부터 멀리 떨어지기 때문에, 그 것은 제 2의 구멍을 통
해 제 1의 유체 순환로에 향해진다.   한편, 내부 분무기는 캐리어나 고정구에 관해 왕복식으로 수직으
로 분무기를 이동시킴에 의하여 캐리어의 내부에 비교적 깨끗한 유체를 적용한다.   소비한(사용한) 유
체가 내부표면으로부터 멀리 떨어지기 때문에, 그 것은 제 1의 구멍을 통해 제 2의 유체 순환로에 향해
진다.

비록 외부 분무기를 일반적으로 복수의, 사이띄인 구멍을 가진 관으로서 나타냈으나, 웨이퍼 캐리어에 
관해 이동하게 구성되어 배치되는 관은, 타의 형식도 생각할 수 있다.   외부 분무기는 표면 준비를 손
쉽게 하는 초음파 및/또는 메가 음파 트랜스듀서를 통합하여도 좋다.   마찬가지로, 내부 분무기도 표면
준비를 손쉽게 하는 초음파 및/또는 메가 음파 트랜스듀서를 통합하여도 좋다.

대신, 유체등은 적절히 설계된 웨트 벤치 내의 침잠에 의하여 외부와 내부 의 표면에 직접 적용될 수도 
있다.   침잠 기법의 장점은 건조시간이 사실상 감소된다는 것이다.
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대체의 실시양태에 있어서는, 다수의 웨이퍼 캐리어를 동시에 준비할 수가 있다.   두 웨이퍼 캐리어의 
특정한 경우에 있어서는, 고정구를 전체 웨이퍼 캐리어와 부수의 도어가 동시에 준비될 수 있게 마련돼 
있다.

도어 제거와 기부 상에 도어없는 웨이퍼 캐리어의 설치는 수동으로 또는 로봇 및/또는 자동화 수단에 의
하여 달성될 수도 있음에 유의할 일이다.  

본 발명의 우선의 실시양태의 특징은 웨이퍼 캐리어의 외부 표면의 준비 및/또는 세정에 사용한 유체가 
웨이퍼 캐리어의 내부 표면의 준비 및/또는 세정에 사용한 유체와 분리되어, 횡 오염을 감소킨다는 것이
다.

본 발명의 우선의 실시양태의 또 다른 특징은 외부와 내부의 준비 유체등이 다른 유체 순환로 내에 포함
된다는 점이다.

본 발명의 우선의 실시양태의, 또 다른, 특징은 유체등의 유용한 사용수명이 연장되어 그의 소모량이 감
소된다는 점이다.

본 발명의 우선의 실시양태의 또 다른 특징은 사용되는 유체 순환로등이 상이한 처리단계를 달성함에 이
용되는 유체의 상이한 조합과 형식의 송출을 단순화한다는 점이다.

본 발명의 우선의 실시양태의 여전히 또 다른 특징은, 유체 순환로등이 측로재충전되고, 깨끗이 되어, 
혼합될 수 있거나, 또는 달리 적당한 유체의 제어장치의 사용에 의하여 조정될 수도 있다는 점이다

본 발명의 우선의 실시양태의 여전히 다른 특징은, 웨이퍼 캐리어의 외부와 내부의 표면의 표면 준비가 
유체 순환로등에 접속된 사용의 분무기등에 의하여 달성된다는 점이다.

본 발명의 우선의 실시양태의 또 다른 특징은 웨이퍼 캐리어와 도어, 또는 다수의 웨이퍼 캐리어와 도어
가 동시에 준비될 수도 있다는 점이다.

본 발명의 우선의 실시양태의 또 다른 특징은, 다수의 도어 보지 고정구를 마련함에 의하여 복수의 도어
의 세정을 단순화하는 데 있다.

본발의 부가적 목적과, 장점, 및 특징은 후기의 설명의 부분에 설명될 것이며, 기술에 숙련한 이들에게
는 하기의 시험에서 일부 명료해지거나 또는 본발의 실시에 의해 알게 될 수도 있다.   본 발명의 목적
과 장점은 첨부의 청구의 범위에 특히 지적한 도움과 조합의 수단에 의하여 실현되며 달성될 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 사시도이다.

도 2A는 본 발명의 단면 평면 전면도이다.

도 2B는 본 발명의 도 다른 실시양태의 단면 평면 전면도이다.

도 2C는, 도 2B의 내부의 분무기의 사시도이다.

도 2D는 내부의 분무기 배열의 부분 측면도이다.

도 2E는, 도 2D의 부분 분해 사시도이다.

도 2F는, 도 2E의 유체 적용기의 사시도이다. 

도 2G는, 도 2F의 유체 적용기의 분해 사시도이다.

도 2H는, 도 2G의 유체 적용기의 정면도이다.

도 2I는, 2I-2I 절단선을 따라 그린 도 2H의 단 단면도이다.

도 2J는, 2J-2J 선을 따라 그린 도 2G의 전면 단면도이다.

도 2K는, 2K-2K 선을 따라 그린 도 2J의 단 단면도이다.

도 2L은, 2L-2L선을 따라 그린 도 2G의 유체 적용기의부분 평면도이다.

도 3은 본발명의 제 2의 실시양태의 사시도이다.

도 4는 본 발명의 제 2의 실시양태의 횡단 정면도이다.

도 5A는 본 발명의 제 3의 실시양태의 사시도이다.

도 5B는 본 발명의 제 3의 실시양태의 사시도이다.

도 6은 본 발명의 제 3의 실시양태의 횡단 정면도이다.

도 7은 동기화 분무기구의 횡단 정면도이다.

도 8은 동기화 분무기구의 사시도이다.    

도 9는 본발명의 제 4의 실시양태의 사시도이다.

도 10A는 제 4의 실시양태의 중앙구획의 사시도이다.

도 10B는 도어 어댑터의 사시도이다.
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도 11은 제 4의 실시양태의 중앙구획의 대체 실시양태이다.

도 12A는 제 4의 실시양태의 중앙구획의 또 다른 실시양태의 사시도이다.

도 12B는, 도 12A의 횡단 정면도이다.

도 13A는, 도 12에 보인 바와 같은 중앙구획의 측면도이다.

도 13B는, 도 12에 보인 바와 같은 중앙구획의 사시도이다.

도 14는 본 발명의 대체 실시양태의 사시도이다.

도 15는 본 발명의 개략도이다.

도 16은 본 발명의 대체의 개략도이다.

도 17A, 17B 및 17C는 웨이퍼 캐리어 클리너와 협력하여 이용되는 도어 해정장소를 보이는 측면도와 정
면도이다.

도 18은 웨이퍼 캐리어 클리너 인접의 도어 해정 장소의 평면도이다.

더 19는 단일의 웨이퍼 캐리어 세정 장소의 횡단 정면도이다.

도 20은 대체의 건조 배열을 보이는 단면도이다.

상기의 도면등은 설명의 목적을 위한 것 뿐이며 청구의 발명의 범위를 한정하려는 뜻이 아님은 말할 나
위도 없다.  

실시예

도 1을 참조하면, 본 발명의 웨이퍼 캐리어 클리너는 보통 10으로 나타내 있다.   설명의 목적상, 웨이
퍼 캐리어(C)는 세정공정 중에 나타나게 되는 것으로 묘사된다.

위이퍼 캐리어 클리너(10)는, 제 1의 측벽(14), 후벽(18), 제 2의 측벽(20) 및 기부(24)를 가지고 있는 
체임버(12)로 이루어져 있다.   제 1의 측벽(14)은 제 1의 또는 외부의 분무기(30)의 부분을 받는 크기
로 된 구멍(16)을 가지고 있으며, 제 2의 측벽(20)은 외부의 분무기(30)의 또 다른 부분을 받는 크키로 
된 지지/구멍(22)을 가지고 있다.   기부는, 나중에 설명하게 될 제 1의 구멍과 제 2의 구멍(이 도면에
는 도시되지 않음)을 포함하고 있다.   외부의 분무기가 웨이퍼 캐리어의 외부를, 둘레의 경계를 정할 
만치 구성돼 있음에 유의할 일이다.   체임버(12)는, 사용에 있어, 체임버를 요위하는, 커버 또는 요위
물(A)이 마련돼 있어도 좋다.   커버(A)는 체임버에 높이 부착되어도 좋고 개스킷이 마련되어서 체임버
가 효과적으로 밀폐될 수 있게 되어도 좋다.   게다가, 커버는 그의 취급이 손쉽게 보조 및 시정장치가 
마련되어도 좋다.

도 2A를 참조하면, 외부의 분무기(30)는 제 1의 다리(34), 경간(36), 및 제 2의 다리(38)를 가진 보통 u
형상으로 돼 있다.   제 1의 다리(34), 경간(36), 및 제 2의 다리(38)는 웨이퍼 캐리어 구성요소(C)의 
외부의 표면에 향해 세정 유체의 흐름을 돌리는 적어도 하나의 구멍(도시되지 않음)이 마련돼 있다.   
제 1의 연장(32)이 제 1의 다리에 부착돼 있으며 제 2의 연장(40)이 제 2의 다리에 부착돼 있다.   그 
연장들(32, 40)은 측벽들(14, 16)의 구멍(16)과 지지/구멍(22)과, 각각 협력하여, 분무기(30)를 웨이퍼 
캐리어(C) 주위에 진동식으로 회전시킬수 있게 된다.   비록 외부의 또는 제 1의 분무기가 보통 u형상으
로 돼 있는 것으로 나타내고 있을지라도, 본 발명의 정신과 범위를 일탈함이 없이 상이한 형태의 분부기
를 사용할 수 있음은 물론이다.   예를 들어, 외부의 분무기는 c형상으로 되어 수직축의 주위를 회전하
게 장치될 수도 있다.   또는, 외부의 분무기는 웨이퍼 캐리어가 그를 통해 이동할 수 있는 일반적이 폐
루프(closed  loop)일  수도  있다.    또는  그  분무기는  고정될  수도  있다.    내부의  또는  제  2의 
분무기(50)는 기부(24)의 구멍(26)을 통해 돌출하도록 배치돼 있다.   내부의 분무기(50)는 웨이퍼 캐리
어 내부의 표면에 향해 세정유체의 흐름을 향하게 하는 적어도 하나의 구멍(이 도면에는 도시되지 않음)
이 마련돼 있다.  분무기가 구멍(26)을 통해 돌출하는 것으로 비록 묘사되고 있으나, 기부(24)의 평면 
아래로 놓이는 분무기를 마련하는 것은 본 발명의 범위 내이다.   상이한 공급원으로부터의 세정유체는 
방향 화살표로 가리킨 바와 같이 내부와 외부의 분무기에 공급되게 된다.   이러한 유체 분리는 세정작
용 내낸 유지되며, 그 목적을 위하여, 기부(24)는 구멍들(26, 28)이 마련돼 있어 내부 분무기(50)의 사
용한 또는 회색의 유체가 제 1의 구멍(26)을 통해 보내지며 외부 분무기(30)의 사용한 또는 회색의 유체
가 제 2의 구멍(28)을 통해 보내진다.   분리된 사용유체는 다음 필요에 따라 처리 및/또는 재생사용을 
위해 제 1 및 제 2의 용기(80, 86)에 보내게 된다.   처리는 재분무; 여과; 재가열; 정화; 탈이온화; 혼
합; 냉각; 및 희석을 포함하나 그에 한정되는 것은 않는다.   웨이퍼 캐리어 클리너에 대한 제어장치는 
자동화가 손쉽게, 도 1에 보인 바와 같이, 제 3의 용기(92) 내에 함유될 수도 있다.

도 2b를 참조하면, 외부의 분무기는, 위에 설명한 것과 본래 같아 여기서 반복하지는 않겠다.   내부의 
분무기(60)는, 표면에 세정유체를 배달하는 데 복수의 구멍 대신에 슬롯을 이용한다는 점에서 내부의 분
무기(50)와는 다르다.   이 형식의 구멍이 가스성의 유체의 배달을 위해 가장 유용하며, 그로 인해 한 
구역이 "씻은듯이" 마른다.   작동에 있어서는, 내부의 분무기(60)는 웨이퍼 캐리어의 상측의 내부 표면
에서 시작하여 캐리어의 어느 측이나를 따라 이동한다.   그 목적 때문에, 분무기(60)는, 필요한 때에 
분무기(80)의 운동을 지시하는 (점선으로 나타낸)트랙이 마련되어도 좋다.   대신, 분무기(60)는 웨이퍼 
캐리어의 내부가 세정되어 닦이게 되는 것이 가능하게 그의 종방향 축을 따라 회전가능하게 장치되어도 
좋다.

도 2C를 참조하면, 내부의 분무기(60)는  표면에 세정유체를 배달하는 데 이용되는 슬롯(61)을 포함하고 
있다.   액체가 슬롯(61)을 나오는 때, 그 것은 시트의 형태가 된다. 
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도 2D를 참조하면, 도 2A, 2B, 및 2C의 내부 분무기가 결합돼 있다.   외부의 분무기는 명확을 위하여 
생략돼 있다.   이 도면에는, 웨이퍼 캐리어 또는 폿의 내부에 분부할 수 있게 상향으로나 하향으로 이
동할 수 있는 내부 분무기(50)가  있다.   거기에는 또한 그의 이동이 각 분무기(도 2E 및 2F 참조)의 
양 단들로부터 연장하는 돌출물들을 활주할 수 있게 받는 평행의 트랙들의 홈에 의해 한정되는 둘의 추
가의 분무기들(도시되지 않음)이 있다.

도 2E를 참조하면, 트랙(54, 54')은 일반적으로 도립 U의 형태이며. 동일하게 형체이루어져 있다.   트
랙들은,  그들의  종방향  축들을  따라  분무기의  단들로부터  연장하는  양  보  형상의  돌출과  협력하는 
홈들(56, 56', 58. 58')을 포함하고 있다.   도면에는 단일의 단지 종방향 분무기만이 묘사돼 있음을 유
의할 일이다.

도 2F를 참조하면, 종방향 분무기(60)는 분무기(60)의 길이를 따라 연장하며 단들(62, 63)(도시하지 않
음)에서  끝나는  슬롯(61)을  포함하고  있다.    분무기(60)는  단들(62,  63)에서  연장하며  분무기가 
트랙들(54,  54')에  대하여  이동하는  때,  그  분무기가  웨이퍼  캐리어  또는  폿의  내부를  청소하도록 
트랙(54, 54')의 홈들(56, 56')과 협력한다.   그 종방향 분무기(60)는 돌출로부터 연장하여 그에 위치
한 인습적으로 형상지어진 분무기기가 또한 마련되어도 좋다.   인습적인 분무기들은 분무기등의 종방향 
축선에 직각의 분무구역에 사용된다.

도 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 및 2L을 참조한면, 종방향 분무기는 일반적으로, 반대측 단들(62, 63)을 가진 
장방형 블록(69)과 종방향 채널(67)로 이루어져 있다.   종방향 채널은 슬랫(slat)(65)으로 덮인다.   
슬랫이 블록(60)의 채널(87) 위로 덮이는 경우, 0.000"와 0.25" 폭 사이의 종방향 슬롯(61)이 형성된다.   
슬롯(61)의 우선하는 폭은 0.004" 정도이다.   이 간격은 육지(land)(70)에 의하여 유지된다.  슬랫(65)
은 종방향 육지(69)를 따라 블록(60)에 바람직하게 떨어지지 않게 부착된다.   슬랫(65)이 일단 부착되
면,  그  것은  슬롯(61)을  형성하며,  세정  및  건조  유체가  적용되는  것은  이  슬롯(61)을  통한다.   
블록(60)의 어느 단에나 인습적 분무기가 부착될 수도 있는 선택적 구멍들(68, 68')이 있다.

도 2D 내지 2L을 참조하면, 우선의 배열은 내부 분무기(50)에 의해 적용되는 액채의 유체와, 종방행 분
무기들에 의해 적용되는 가스성 유체를 가지게 된다.   더구나, 분무운동은 상측으로부터 저측으로 일 
것임은 말할 나위도 없다.   이는 중력의 장점을 취하여 오염된 유체가 깨끗한 표면에 떨어지거나 튀기
는 기회를 감소시키게 행해진다.    

트랙들(54, 54')은 웨이퍼 캐리어 또는 폿의 외부를 청결히 하는 같은 배열에 사용될 수도 있음은 물론
이다.

도 3을 참조하면, 웨이퍼 캐리어 클리너(100)는 제 1의 측벽(114), 후벽(118), 제 2의 측벽(120) 및 기
부(124)를 가지고 있는 체임버(112)로 이루어져 있다.   제 1의 측벽(114)은 외부 분무기(130)의 부분을 
받는 크기로 된 구멍(116)을 가지고 있으며, 제 2의 측벽(120)은 외부의 분무기(130)의 또 다른 부분을 
받는 크기로 된 지지/구멍(122)을 가지고 있다.   체임버(112)는 둘의 웨이퍼 캐리어(C)의 클리닝을 할 
수 있게 구성돼 있다.   기부(124)는, 나중에 설명하게 되는 제 1의 구멍, 제 2의 구멍 및 제 3의 구멍(
도시되지 않음)을 포함하고 있다.   외부의 분무기(130)는 그 것이 둘의 웨이퍼 캐리어(C)의 외부의 둘
레를 에두르게 구성돼 있음을 유념할 일이다.

도 4를 참조하면, 외부의 분무기(130)는 일반적으로, 제 1의 다리(134), 경간(136), 제 2의 다리(138) 
및 중간 다리(142)를 가진 M형상으로 돼 있다.   제 1의 다리(134), 경간(136), 중간다리(142)와 제 2의 
다리(138)는 세정 유체의 흐름을 웨이퍼 캐리어(C)의 외부 표면에 향해 보내는 구멍들(도시하지 않은 
141)이 마련돼 있다.   제 1의 연장(132)이 제 1의 다리(134)에 부착돼 있으며 제 2의 연장(140)이 제 2
의  다리(138)에  부착돼  있다.    그  연장들(132,  140)은  각각,  측벽(114,  120)의  구멍(116)  및 
지지/구멍(122)과 협력하여, 분무기를 둘의 웨이퍼 캐리어(C) 주위를 진동식으로 회전할 수 있게 한다.   
내부 분무기(150, 160)는 기부(124)의 구멍들(126과 127)을 통해 그들이 돌출하게 배치되어 있다.   내
부의 분무기(150, 160)는 세정유체의 흐름을 웨이퍼 캐리어(C)의 내부 표면에 행해 보내는 적어도 하나
의 구멍(도시되지 않음)이 마련돼 있다.   분무기가 비록 구멍들(126과 127)을 통해 돌출하는 것으로 나
나내 있으나, 기부(124)의 평면 아래에 놓이는 분무기 또는 분무기들을 마련하는 것은 본 발명의 범위 
내이다.   상이한 공급원으로부터의 세정유체등은 방향 화살표로 가리킨 바와 같이 내부와 외부의 분무
기들에 공급된다.   앞서 설명한 바와 같이, 유체 분리는 세정 작용을 하는 동안 내내 유지된다.

도 5A 및 5B를 참조하면, 웨이퍼 캐리어 클리너(200)는 제 1의 측벽(214), 후벽(218), 제 2의 측벽(212) 
및 기부(224)를 가지고 있는 체임버(212)로 이루어져 있다.   제 1의 측벽(214)은 외부 분무기(230)의 
부분을 받는 크기로 된 구멍(216)을 가지고 있으며, 제 2의 측벽(220)은 외부의 분무기(230)의 또 다른 
부분을  받는  크기로  된  지지/구멍(222)을  가지고  있다.    기부는,  나중에  설명하게  되는  제  1의 
구멍(226), 제 2의 구멍, 제 3의 구멍, 및 제 4의 구멍(도시되지 않음)을 포함하고 있다.   외부의 분무
기(230)는 그 것이 복수의 웨이퍼 캐리어(C)의 외부를 에두르게 구성돼 있음을 유념할 일이다.   도 5B
에 있어서는, 웨이퍼 캐리어들 중의 하나는 구멍(226)과 그에 관련한 내부 분무기(150)가 보이게 제거돼 
있다.     

도 6을 참조하면, 외부의 분무기(230)는 일반적으로, 제 1의 다리(234), 경간(236), 제 2의 다리(238), 
제 3의 다리(242) 및 제 4의 다리(246)를 가진 빗형상으로 돼 있다.   제 1의 다리(234), 경간(236), 제 
2의 다리(238), 제 3의 다리(242) 및 제 4의 다리(246)는 세정유체의 흐름을 웨이퍼 캐리어(C)의 외부 
표면에 향해 보내는 구멍들(도시하지 않은 141)이 마련돼 있다.   제 1의 연장(232)이 제 1의 다리(234)
에 부착돼 있으며 제 2의 연장(240)이 제 2의 다리(238)에 부착돼 있다.   그 연장들(232, 240)은 각각, 
측벽(214, 216)의 구멍(216)과 지지/구멍(222)와 협력하여, 분무기를 웨이퍼 캐리어(C) 주위를 진동식으
로 회전할 수 있게 한다.   내부 분무기(250)는 기부(224)의 구멍들(226)을 통해 그 것이 돌출하게 배치
되어 있다.   내부의 분무기(250, 260, 및 270)는 세정유체의 흐름을 복수의 웨이퍼 캐리어(C)의 내부 
표면에 행해 보내는 적어도 하나의 구멍(도시되지 않음)이 마련돼 있다.   분무기가 비록 구멍들(226, 
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227, 및 229)을 통해 돌출하는 것으로 나나내 있으나, 기부(224)의 평면 아래에 놓이는 분무기들을 마련
하는 것은 본 발명의 범위 내이다.   상이한 공급원으로부터의 유체등은 방향 화살표로 가리킨 바와 같
이 내부와 외부의 분무기들에 공급된다.   앞서 설명한 바와 같이, 유체 분리는 세정작용을 하는 동안 
내내 유지되며, 그 목적을 위해, 기부(224)는 넷의 구멍들(226, 227, 228, 및 229)이 마련되어 내부 분
무기들(250, 260, 및 270)의 시용한 또는 회색의 유체가 구멍들(226, 227, 229)을 통해 보내지며 외부 
분무기(230)의 사용한 또는 회색의 유체가 제 2의 구멍(228)을 통해 보내진다.   분리의 사용된 유체는, 
다음 필요한 경우, 처리 및/또는 재생사용을 위해 제 1 및 제 2의 용기에 보내지게 된다.

도 7 및 도 8을 참조하면, 외부 분무기(330)와 내부 분무기(350)은 동기 이동시키게 상호에 접속돼 있
다.   외부 분무기(330)는 일반적으로, 제 1의 다리 (334), 경간(336), 및 제 2의 다리(338)를 가진 u형
상으로 돼 있다.   제 1의 다리(334), 경간(336), 및 제 2의 다리(338)는 세정유체의 흐름을 웨이퍼 캐
리어(C)의  외부 표면에 향해 보내는 적어도 하나의 구멍(도시하지 않음)이  마련돼 있다.    제 1의 
연장(332)이 제 1의 다리(334)에 부착돼 있으며 제 2의 연장(340)이 제 2의 다리(338)에 부착돼 있다.   
그 연장들(332, 340)은 각각, 측벽(314, 316)의 구멍(316)과 지지/구멍(322)와 협력하여, 분무기를 웨이
퍼 캐리어(C) 주위를 진동식으로 회전할 수 있게 한다.   내부 분무기(350)는 기부(324)의 구멍들(326)
을 통해 그 것이 돌출하게 배치되어 있다.   내부의 분무기(350)는 세정유체의 흐름을 웨이퍼 캐리어의 
내부 표면에 행해 보내는 적어도 하나의 구멍(도시되지 않음)이 마련돼 있다.   

내부와 외부의 분무기들이 비록 하나의 웨이퍼 캐리어를 세정하기 위해 나타내 있으나, 그 배열은 다수
의 웨이퍼 캐리어 세정 체임버들에 이용될 수도 있음은 말할 나위도 없다.   외부와 내부의 분부기 구멍
은, 인습적으로 형성될 수도 있고, 또는, 예를 들어, 에어 나이프에 있어서 처럼, 하나의 종방향 슬롯으
로 형성될 수도 있다.   분무기들은 복수의 슬롯 또는 슬롯의 조합 및 바람직한 세정 패턴을 산출하는 
구멍들이 마련되어도 좋다.   내부와 외부의 분무기들(350, 330)의 동기화는 외부와 내부의 분무기에 각
각, 부착된 한쌍의 풀리(360, 362)와 그들 간에 부착된 벨트(364)에 의하여 달성된다.   외부의 분무기
가 움직이는 때, 내부의 분무기도 그렇게 움직인다.   상이한 상대 회전 속도는 상이한 치수의 풀리를 
사용하여 성취할 수 있다.   반대회전은 풀리에 다른 방법을 마련함에 의하여 달성될 수 있다.   비록 
벨트와 풀리를 나나태었으나, 본 발명의 범위를 일탈하지 않고 동기 운동을 위한 타의 기구를 이용하는 
것은 본 발명의 범위이다.

도 9-13을 참조하면, 체임버들(400, 500)은 복수의 웨이퍼 캐리어와, 도어 세정 어댑터에 저거할 수 있
게 부착돼 있는 복수의 웨이퍼 캐리어 도어의 세정을 그리고 있다.   웨이퍼 캐리어들과 도어들은 각각 
웨이퍼 캐리어 구성요소이며 각각 내부와 외부의 표면을 가지고 있다.

더 상세히 말하면, 도 9-11은 상호 나란한 둘의 웨이퍼 캐리어와 둘의 도어를 세정할 능력이 있는 체임
버를 그리고 있는 한편, 고 12-13은 상호에 대하여 각을 이룬 둘의 웨이퍼 캐리어와 둘의 도어를 세정할 
능력이  있는  체임버를  그리고  있다.    도  9를  참조하면,  웨이퍼  캐리어  클리너(400)는  제  1의 
측벽(414), 후벽(418), 제 2의 측벽(420) 및 기부(424)를 가지고 있는 체임버(412)로 이루어져 있다.   
제  1의  측벽(414)은  외부  분무기(430)의  부분을  받을  크기의  구멍(416)을  가지고  있으며,  제  2의 
측벽(420)은 외부 분무기(430)의 또 다른 부분을 받을 크기의 지지/구멍(422)을 가지고 있다.   외부 분
무기(430)은 복수의 웨이퍼 캐리어와 도어 세정 어댑터 또는 고정구(450)의 외부의 둘레를 에두르게 구
성돼 있다는 사실에 특히 유의해햐 할 일이다.

도 10A를 참조하면, 도어 세정 어댑터(450)는 일반적으로 형상이 장방형인 프레임을 포함하고 있으며 웨
이퍼 캐리어 도어(P)를 놓아줄 수 있게 보유할 크기의 구멍들(453, 455)을 포함하고 있다.   도어등은, 
어댑터에 도어를 놓아줄 수 있게 보유될 수 있도록 도어에 관하여 연장되거나 철회될 수 있는 래칭 
팁들(L)이 마련돼 있다.   어댑터(450)는 상벽(451), 단벽(456, 458) 및 구멍(460)을 가진 저부(459)를 
포함하고 있다,   구멍(460)은 어댑터(450)에 도어들을 놓아줄 수 있게 보유함에 팁들(L)과 협력하는 슬
롯(461)이 마련돼 있다.   구멍(460)은 세정 어댑터와 웨이퍼 캐리어 도어들에 의하여 형성되는 공간에 
내부 세정유체를 허용하는 크기로 돼 있다.

도 10B를 참조하면, 도어세정 어댑터(450)은 도어(P)가 제거가능하게 부착되는 지그 또는 고정구(457)를 
포함하고 있으며, 지그 또는 고정구(457)는 그 도어 세정 어댑터(450)에 제거가능하게 부착돼 있다.   
도어(P)는 슬롯(461')과 협력하는 핀(L)으로 지그(457)에 부착돼 있다.   지그 또는 고정구(457)는 유사
한 식(도시하지 않음)으로 어댑터(450)에  부착시킬 수도 있다.    지그 또는 고정구(457)는,  필요한 
경우(도시하지 않음), 웨이퍼 캐리어를 직접 접속하는 대신에 클리닝 체임버의 기부에 놓아 줄 수 있게 
보유하는 데 또한 이용되어도 좋다.   지그 또는 고정구(457)는 필요한 경우 도 11 및 13에 나타낸 어댑
터들과 함께 사용되어도 좋다.

도 11에는 대신의 도어 세정 어댑터를 묘사하고 있는 데, 도어 어댑터(462)는 일반적으로 형상이 장방형
이고 웨이퍼 캐리어 도어(P)나, 대신 지그 또는 고정구(457')에 부착된 도어(P)를 받아들이게 적합된 제 
1 및 제 2의 u형상의 채널들(463, 465)을 포함하고 있다.    어댑터는 단벽들(464, 466, 및 469)을 포함
하고 있다.   단벽(469)은 내부 분무기나 내부 세정유체가 통할 수 있는 구멍(점성으로 나타냄)을 포함
할 수도 있다.   어댑터(462)는 요위물을 단벽이 마련되어 돌쩌귀로 달아도 좋으며, 또는 어댑터 자신은 
가장자리(467)의 기부(도시하지 않음)에 돌쩌귀로 붙여 부착되어도 좋다.   어느 경우에 있어서나, 내부 
공간이 생겨나며, 이 공간은 다음 웨이퍼 캐리어, 또는 폿과 같은 방식으로 세정되는 것은 말할 나위도 
없다. 

도  12A와  12B를  참조하면,  웨이퍼  캐리어  클리너(500)는  제  1의  측벽(514),  후벽(518),  제  2의 
측벽(520), 기부(524), 유체 공급 구멍(525) 및 자동 컨트롤러(AC)를 가지고 있는 체임버(512)로 이루어
져 있다.   제 1의 측벽(514)은 제 1의 u형상의 외부 분무기(531)의 일 단을 받이들일 크기의 구멍(516)
을 가지고 있으며, 제 2의 측벽(520)은 제 2의 u형상의 외부 분무기(532)의 일 단을 받이들일 크기의 구
멍(522)을 가지고 있다.   제 1 및 제 2의 분무기들(531, 532)의 타의 단들은 체임버(512)의 기부로부터 
상향으로 돌출하고 있는 지주(529)에 의하여 회전가능하개 지지되어 있다.   제 1 및 제 2의 분무기들의 
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최내측의 다리들은 웨이퍼 캐리어(C)의 외부 표면에와 고정구(550)에 부착된(즉, 반대 방향의) 중앙으로 
배치된 도어 패널(P)의 표면에 유체를 공급할 능력이 있다.   독립적으로 제어가능한 분무기들(531, 
532)은 필요에 따라 맞추어지게 세정과 세척을 시킨다.   예를 들면, 체임버(512)의 좌측에 배치된 비교
적 청결한 캐리어와 도어를 준비하는 데 소요되는 시간은 체임버(512)의 우측의 비교적 더러운 캐리어와 
도어를 준비하는 데 소요되는 시간보다 적을 수가 있다.   웨이퍼 캐리어들(C)은 캐리어들(C)과의 이합
에 회전시키는 고정부재(527)에 의하여 기부(524)에 제거가능하게 고정되어도 좋다.

웨이퍼 캐리어 워셔(500)의 운전은, 분무기들(도시하지 않음)에 대한 구동기구들과 그리고 밸브, 펌프, 
및 유체 순환로의 필터 엘리먼트(도 15 참조)와 통하는, 적절하게 구성된 컴퓨터 제어장치(AC)를 이용하
여 바람직하게 자동화돼 있다.   그러한 자동의 제어장치는 인습적이고 기술에 정통한 이들에게 잘 알려
져 있으므로 더 설명하지 않겠다.   예를 들어, 컴퓨터화 제어유닛을 보이고 있는 미극특허 5,616,208을 
참조하기 바란다.   상기 특허는 참고로 여기에 편입돼 있다.

도 13을 참조하면, 도어 세정 어댑터(550)는 형상이 일반적으로 정방형인 프레임을 포함하고 있으며 제 
1 및 제 2의 단면(552, 554)과, 웨이퍼 캐리어 도어(P)를 놓아줄 수 있게 보유하는 크기의 구멍들(560, 
562)을 포함하는 제 1 및 제 2의 측면(556, 558)을 포함하고 있다.   대신,  도어들(P)은 도어들(P)과의 
이접에  회전시는  고정부재(567)에  의하여  어댑터(550)에  놓아줄  수  있게  보유될  수도  있다.    
어댑터(550)는 상벽(564)과, 구멍(566)이 있는 저부를 포함하고 있다.   구멍(566)은 세정 어댑터와 웨
이퍼 캐리어 도어에 의하여 형성된 공간에 내부의 세정유체를 허용하는 크기로 돼 있다.

도 9-13에 관하여, 어댑터는 둘 이상의 도어나 패널들을 세정할 수 있게 구성되어도 좋음은 물론이다.   
예를 들어, 브래킷이나 프레임 또는 고정구는 셋, 넷, 또는 다섯의 도어를 세정할 수 있는 입방체일 수
도 있고, 도어의 타의 조합을 세정할 수 있게 5각형이나 6각형일 수도 있다.   게다가, 브래킷이나 프레
임 또는 고정구를 둘의 웨이퍼 캐리어 간에 묘사하고 있으나, 체임버의 어느 측에 그 것을 배치하여도 
좋음은 말할 것도 없다.

도 14를 참조하면, 기부(624)는 웨이퍼 캐리어에 의하여 제거가능하게 보유되게 구성돼 있으며 형상이 
도어(도시하지 않음)와 유사하다.   도 2에 비해, 기부(624)는 내부 분무기(650)을 받아들이는 추가의 
구멍(625)을 포함하고 있다.   구멍(625)은 기부(624)에 대하여 내부 분무기(650)를 효과적으로 밀폐할 
크기로 돼 있다.   구멍(625)은 내부 분무기를 이동시키거나 기부(624)에 대하여 회전할 수 있게 O링 따
위의 밀봉재가 마련되어 있어도 좋다.   내부 세정유체는 도 2에 보인 바와 같이, 구멍(626)에 보내진
다.   기부(624)는, 가압의 유체가 공급되며, 따라서 웨이퍼 캐리어(도시하지 않음)와 기부(624)에 의하
여 구성되는 공간 내의 정압차를 만들어 내는 추가의 구멍(627)을 포함하고 있다.   비록 일련의 세정유
체가 내부 분무기(650)를 통해 적용될 수 있는 것으로 나타냈으나, 일부의 또는 모든 세정유체 분리를 
유지하는 것이 바람직하다.   그 목적을 위해, 추가의 분무기 (629)(점선으로 나타냄)를 부가할 수도 있
다.   추가의 분무기들은 상이한 세정유체가 상호 접촉하게 되지 않고, 횡오염을 감소시키는 양에 마련
될 수가 있다. 

외부 분무기(630)는 적어도 하나의 구멍(641)을 가진 하나의 다리(634)로 이루어져 있으며 형상은 활모
양이다.   그 외부 분무기는, 분무기 다리(634)가, 분무기가 회전시켜지는 때 웨이퍼 캐리어의 외부의 
둘레를 에두르게 회전할 수 있게 장치돼 있다.   비록 일련의 세정유체가 다리(634)를 통해 적용될 수 
있는 것으로 나타냈으나, 일부의 또는 모든 세정유체 분리를 유지하는 것이 바람직하다.   그 목적을 위
해, 추가의 다리를 마련할 수도 있다.   추가의 다리(638)(점선으로 나타냄)는 다리(634)와 유사한 것으
로 나타내었으나 적어도 하나의 에어 나이프를 포함하고 있다.   두 다리 배열로, 양측의 다리(634, 
638)는 웨이퍼 캐리어의 외부의 주위를 에두르게 회전할 수 있게 장치돼 있다.   추가의 다리들은 상이
한 세정유체가 상호 접촉하게 되지 않고, 횡오염을 배제시키는 양에 마련될 수가 있다.   각 유체가 웨
이퍼 케리어에 적용되는 때 열리거나 닫히는 다이버터 또는 밸브를 마련함에 의하여, 개별 유체에 대한 
배류장치가 또한 공여되어도 좋다.

웨이퍼 캐리어의 내부의 세정이 필요하지 않으면, 웨이퍼 캐리어의 외부가 청결하게 되는 동안 오염을 
방지함에 도 14의 기부(624)와 유사한 가짜 도어를 활용할 수도 있다.   둘 간의 차이는 가짜 도어가 그
를 통하는 어떤 구멍도 가지지 않는다는 점이다.

도 15를 참조하면, 외부 유체 분부기(30)가 웨이퍼 캐리어(C)의 일측에 있고 내부 유체 분무기(50)가 웨
이퍼  캐리어(C)의  티측에  있다.    외부  분무기(30)로부터  유체가  분무되는  때는  그  것은  기부의 
구멍(28)으로 흐른다.   그 곳에서 그 것은 밸브(91)에 의하여 용기(86) 또는 공동 용기(87)에 보내진
다.   용기(86)는 외부 세정유체를 재생사용하거나 재사용하게 할 수 있다.   외부 유체가 재순환하는 
때, 그 곳에서 그 것은 밸브(85)까지 보내지게 되어 용기(80). 용기(86) 또는 공동 용기(87)에 보내진
다.

유체가 내부 분무기(50)로부터 분무되는 때, 그 것은 기부의 구멍(26)으로 흐른다.   그 곳에서 그 것은 
밸브(85)에 의하여 용기(80). 용기(86) 또는 공동 용기(87)에 보내진다.   내부 유체가 재순환되게 되
면. 그 것은 용기(80)에 보내진다.   그 곳에서 그 것은 특정한 검출기(도시하지 않음)가 마련되기도 하
는 필터(82)를 통과하게 되어 펌프(84)를 통과하게 된다.   대안으로서, 내부 세정유체는 유용수명이 연
장될 수 있는 외부 유체 용기에 보내질 수도 있다.   세번째 선택으로서, 내부 세정유체는 더 처리하거
나 버리기 위해 공통 용기(87)에 보내진다.   도 15에 있어서 순환장치를 린스수 따위의 단일의 유체에 
대해 묘사하고 있기는 하지만, 각 유체는 유사한 배열이 마련될 수도 있음은 물론이다.

도 16을 참조하면, 외부 유체 분부기(30)가 웨이퍼 캐리어(C)의 일측에 있고 내부 유체 분무기(50)가 웨
이퍼  캐리어(C)의  티측에  있다.    외부  분무기(30)로부터  유체가  분무되는  때는  그  것이  기부의 
구멍(28)으로 흐른다.   그 곳에서 그 것은 밸브(91)에 의하여 용기(86) 또는 공동 용기(87)에 보내진
다.    외부  유체는 펌프(90)을 통과하여, 특정한 검출기(도시하지 않음)가 마련되기도 하는 선택의 
필터(96)를 통과하게 된다.   필터(95)와 밸브(94)가 장비된 공급 라인을 통해 추가의 세정유체를 장치
에 부가할 수도 있다.   그 밸브는 장치에 부가되는 유체의 정확한 양을 측정할 수 있는 미터링 밸브이
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어도 좋다.

내부 분무기(50)로부터 유체가 분무되는 때, 그 것은 기부의 구멍(26)으로 흐른다.   그 곳에서 그 것은 
밸브(85)에 의하여 용기(80). 용기(86) 또는 공동 용기(87)에 보내진다.   내부 유체가 재순환되게 되
면. 그 것은 용기(80)에 보내진다.   그 곳에서 그 것은 펌프(84)를 통하여 특정한 검출기(도시하지 않
음)가 마련되기도 하는 필터(99)를 통과하게 된다.   대안으로서, 내부 세정유체는 유용수명이 연장될 
수 있는 외부 유체 용기에 보내질 수도 있다.   세번째 선택으로서, 내부 세정유체는 더 처리하거나 버
리기 위해 공통 용기(87)에 보내진다.   도 16에 있어서 순환장치를 린스수 따위의 단일의 유체에 대해 
묘사하고 있기는 하지만, 각 유체가 유사한 배열이 마련될 수도 있음은 물론이다.         

필터(98)와 밸브(97)가 장비된 공급 라인을 통해 추가의 세정유체를 장치에 부가할 수도 있다.   그 밸
브는 장치에 부가되는 유체의 정확한 양을 측정할 수 있는 미터링 밸브이어도 좋다.   외부 세정유체 측
의 작동이 내부 세정유체 측의 작동과 본질적으로 같기 때문에, 외부 세정유체 측 만을 설명하겠다.   
밸브(94)는 열리어 소정량의 세정유체, 예를 들어, 여과의, 탈이온화의 가열수를 순환로에 넣는다.   펌
프(90)는  다음 작동되어 차례로 외부 분무기(30)를  작동시킨다.    세정유체는 구멍(28)에  집결되어 
용기(86) 또는 공동 용기(87)에 되돌려 보내지게 된다.   세정유체가 공동 용기에 보내지는 경우, 세정
유체의 새로운 충전이 장치에 넣어진다.

보통, 체임버들(12, 112, 200, 400, 및 500)은 세정 공정 중 체임버의 상부와 전면을 덮어 체임버를 효
과적으로 밀폐하는 커버(예를 들어, 도 1의 A처럼 점선으로 보임)를 마련하게 된다.   커버의 포함은 체
임버가 초세정이 아닌 상태에서 작동할 가능성을 준다.   횡오염을 더 감소시키려면, 세정할 웨이퍼 캐
리의 내부와 외부 간에 정압차를 발생시킬 수가 있다.   또, 횡오염을 더 감소시키려면, 체임버와 주변 
간에 정압차를 발생시킬 수가 있다.   그리하여, 외부로부터의 오염물질 등이 비교적 정결한 주변으로부
터 비교적 더러운 주변에 보내진다.   압력차는 정압, 부압, 또는 정압과 부압의 배합의 이용에 의하여 
만들어질 수 있다.

게다가, 체임버들(12, 112, 200, 400, 및 500)의 기부는 기부와 웨이퍼 캐리어의 계면에 배치되어 유체 
순환로 간의 횡 오염을 보다 효과적으로 예방하게 되는 적절하게 형성된 밀폐 요소들이 마련되게 된다.

이제 사용의 방법을 간단히 설명하겠다.   세정할 웨이퍼 캐리어를 체임버 구역에 가져온다.   에이퍼 
캐리어가 패널이나 도어를 가지고 있으면, 그 것을 제거하여 도어 세정 어댑터에 바람직하게 부착한다(
도 17A, 17B, 및 17C 참조).   웨이퍼 캐리어를 다음, 그 것이 제 2의 또는 내부의 분무기를 덮도록 체
임버 내에 배치한다.   체임버에 대해 커버는 보다 가까워져 체임버를 효과적으로 밀폐하게 되며, 그 때
에 세정 사이클을 시작한다.   성질이 액체이거나 가스성이고 또 가열되거나 냉각되기도 하는 분리의 세
정유체들을 다음 내부와 외부의 표면에 적용한다.   세정 사이클이 완료된 후, 웨이퍼 캐리어와 패널을 
NO2 다위의 가스성 유체로 바람직하게 건조시키며 건조시간을 단축시키게 가열할 수도 있다.   필요하면, 

내부의 가스성 유체를 건조시킴에 협조하게 외부 표면으로 보낸다.   건조 사이클이 완료된 다음, 웨이
퍼 캐리어와 패널을 제거하여 재조립한다.    캐리어의 이동, 운송, 및 개방 및 폐쇄는 수동으로 또는 
자동화 수단에 의하여 달성될 수도 있음은 말할 것도 없다.

분무기를 이동시킴에 의하여 웨이퍼 캐리어 또는 폿의 내부 표면을 건조시키는 대안으로서, 웨이퍼 캐리
어 또는 폿으로 형성되는 공간의 실제 양을 차지하는 크기의 블록 또는 축을 마련하여 내부표면을 건조
시킬 수도 있다.   건조의 유체는 다음 웨이퍼 캐리어 또는 폿과 블폭에 의하여 형성된 개방 공간의 부
분을 따라 도입되게 된다.   블록이 웨이퍼 캐리어 도는 폿에 의하여 형성된 공간을 사실상 차지하는 크
기이기 때문에, 건조 유체는 블록과 웨이퍼 캐리어에 의해 형성된 개방 공간 내에 이동하게 강제되게 된
다.   그러므로, 건조 유체는 비교적 높은 속력을 획득할 수 있어, 건조시간이 단축된다.   건조 유체와 
블록 또는 축 모두는 건조시간의 총량을 더 감축시키게 가열될 수도 있다.

축 또는 블록은 또한  분무기들이 상기에 기술한 바와 같은 트랙의 대신에 축의 윤곽을 따르는 이동가능
한 분무기들과 결합될 수도 있다.       

도 20을 참조하면, 대안의 건조 배열을 보이고 있다.   건조 가스 방출 부재(706, 708)는 쇄선으로 표시
한 경로(718, 720)를 따라 내부(710) 또는 외부 표면(712)를 따라 이동한다.   그와 협력하여 일이상의 
습기 수집 부재(724, 726, 728)가 건조 가스 배출 부재를 가진 부압 경로를 가지고 있어 배출 건조 가스
와 습기, 폿(C)의 표면이나 기구에 있을 수도 있는 미립자들 및/또는 타의 부스러기를 효과적으로 수집
하게 된다.    건조 가스와 습기의 흡입은, 미소한 물방울들이 가능한 재침전 때문에 전혀 표면에서 불
어 날려버리지 않은 때에 건조 과정을 촉진하나 보동은 집결된다.   건조 가스 배출 부재와 수집부재는 
도 1 및 도 2A의 단일 분무기나 또는 보인 바와 같은 다수의 분무기 구성에서 보인 바와 같이 적당하게 
구성되어 작동되게 된다.   게다가, 이들 부재는 도 2E와 도 2D에 도시된 바와 같이 적당하게 트랙 설치
되게 된다.

본 발명은 그의 정신이나 필수의 속성을 일탈하지 않고 타의 특정한 형태로 구체화될 수도 있으며, 따라
서 본 실시양태는 모든 면에서 한정적이 아닌 설명을 위한 것이고, 첨부의 청구의 범위에 이루어지는 참
증은 전술의 설명에 대해서 보다는 본 발명의 범위를 가리키는 것으로, 고려되는 것이 바람직하다. 

산업상이용가능성

본 발명은. 웨이퍼 캐리어의 외부 표면의 준비 및/또는 세정에 사용한 유체가 웨이퍼 캐리어의 내부 표
면의 준비 및/또는 세정에 사용한 유체와 분리되어, 횡 오염을 감소시킬 수 있는 동시에 유체등의 유용
한 사용수명을 연장하여 그의 소모량을 감소시킬 수 있다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1 

반도체 웨이퍼 캐리어 세저 장치로서, 

a. 제 1의 구멍과 제 2의 구멍을 가지고, 웨이퍼 캐리어를 제 1의 구멍 주위를 밀봉접속상태에 지지하게 
구성된 기부와;

b. 제 1의 유체 순환로; 및

c. 제 2의 유체 순환로,

로 이루어지고,

제 1의 유체 순환로는 제 1의 구멍과 웨이퍼 캐리어의 내부표면들 간에 유체를 순환시키며 제 2의 유체
순환로는 제 2의 구멍과 웨이퍼 캐리어의 외부표면들 간에 유체를 순환시키어 웨이퍼 캐리어의 내부와 
외부의 표면들로부터 오염물질을 제거하게 된 장치. 

청구항 2 

제 1 항에  있어서,

제 1의 순환로는 웨이퍼 캐리어의 내부표면에 유체를 보내는 제 1의 애플리케이터를 포함하고 있고, 제 
2의 유체 순환로는 웨이퍼 캐리어의 외부표면에 유체를 보내는 제 2의 애플리케이터를 포함하고 있는 반
도체 웨이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 3 

제 2 항에  있어서,

제 1 및 제 2의 애플리케이터는 분무기인 반도체 웨이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 4 

제 3 항에  있어서,

제 1 및 제 2의 분무기는 웨이퍼 캐리어에 대하여 이동하는 반도체 웨이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 5 

제 4 항에  있어서,

기부는 측벽과, 기부에 접속된 후벽을 더 함유하는 반도체 웨이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 6 

제 5 항에  있어서,

기부에 밀폐하게 접속할 수 있고, 그 속에 접근하도록 이동시킬 수 있는 커버를 더 함유하는, 반도체 웨
이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 7 

제 1 항에  있어서,

기부는 제 3의 구멍을 더 함유하고 웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구를 그 제 3의 구멍 주위를 밀봉접속
상태에 지지하게 구성되어, 제 1의 유체 순환로가 제 1 및 제 3의 구멍들과 웨이퍼 캐리어의 내부표면과 
웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구 간에 유체를 순환시키며 제 2의 순환로가 제 2의 구멍과 웨이퍼 캐리어
의 오부표면과 웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구 간에 유체를 순환시키어 웨이퍼 캐리어의 내부와 외부의 
표면들과 웨이퍼 캐리어 도어로부터 오염물질을 제거하게 된 반도체 웨이퍼 캐리어 세정 장치. 

청구항 8 

제 7 항에  있어서,

제 1 및 제 2의 애플리케이터는 분무기인 반도체 웨이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 9 

제 8 항에  있어서,

제 1 및 제 2의 분무기는 웨이퍼 캐리어와 웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구에 대하여 이동하는 반도체 
웨이퍼 캐리어 세정 장치.

청구항 10 

웨이퍼 캐리어 세정 방법으로서,

a. 제 1의 구멍과 제 2의 구멍을 가진 기부를 마련하고;

b. 제 1의 구멍을 제 1의 유체 순환로에 접속하고;

c. 제 2의 구멍을 제 2의 유체 순환로에 접속하고;
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d. 웨이퍼 캐리어를 제 1의 구멍 주위에 밀봉접속상태에 놓고;

e. 제 1의 구멍과 웨이퍼 캐리어 내부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 되며;

f. 제 2의 구멍과 웨이퍼 캐리어 외부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의  오염물질을 제거하게 되는,

단계들로 이루어지는 방법.

청구항 11 

제 10 항에  있어서,

제 1의 구멍과 웨이퍼 캐리어 내부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 되는 단계
는;

ⅰ) 유체 애플리케이터를 가진 유체 순환로를 마련하며;

ⅱ) 유체를 소정의 경로를 따라 보내 애플리케이터를 나가는 단계들,

로 이루어지고; 또

제 2의 구멍과 웨이퍼 캐리어 외부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 되는 단계
는;

ⅰ) 유체 애플리케이터를 가진 유체 순환로를 마련하며;

ⅱ) 유체를 소정의 경로를 따라 보내 애플리케이터를 나가는 단계들,

로 이루어지는,

웨이퍼 캐리어 세정 방법.

청구항 12 

웨이퍼 캐리어 도어 세정 방법으로서,

a. 제 1의 구멍과 제 2의 구멍을 가진 기부를 마련하고;

b. 제 1의 구멍을 제 1의 유체 순환로에 접속하고;

c. 제 2의 구멍을 제 2의 유체 순환로에 접속하고;

d. 웨이퍼 캐리어 도어를 웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구와 밀봉접촉상태에 놓고;

e. 웨이퍼 캐리어 도어 보지 고정구를 제 1의 구멍 주위에 밀봉접촉상태에 놓고;

f. 제 1의 구멍과 웨이퍼 캐리어 도어 내부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 
되며;

g. 제 2의 구멍과 웨이퍼 캐리어 도어 외부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 
되는,

단계들로 이루어지는 방법.

청구항 13 

제 12 항에  있어서,

제 1의 구멍과 웨이퍼 캐리어 도어 내부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 되는 
단계는:

ⅰ) 유체 애플리케이터를 가진 유체 순환로를 마련하며;

ⅱ) 유체를 소정의 경로를 따라 보내 애플리케이터를 나가는 단계들,

로 이루어지고; 또

제 2의 구멍과 웨이퍼 캐리어 도어 외부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질을 제거하게 되는 
단계는;

ⅰ) 유체 애플리케이터를 가진 유체 순환로를 마련하며;

ⅱ) 유체를 소정의 경로를 따라 보내 애플리케이터를 나가는 단계들,

로 이루어지는, 웨이퍼 캐리어 세정 방법.

청구항 14 

웨이퍼 캐리어 세정 방법으로서,

a. 제 1의 구멍과 제 2의 구멍을 가진 기부를 마련하고;

b. 제 1의 구멍을 분무 에플리케이터부를 가진 제 1의 유체 순환로에 접속하고;

c.  제 2의 구멍을 분무 에플리케이터부를 가진 제 2의 유체 순환로에 접속하고;
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d. 웨이퍼 캐리어를 제 1의 구멍 주위에 밀봉접촉상태에 놓고;

e. 제 1의 구멍, 분무 애플리케이터부와 웨이퍼 캐리어 내부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염
물질을 제거하게 되며;

f. 제 2의 구멍, 분무 애플리케이터부와 웨이퍼 캐리어 외부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염
물질을 제거하게 되는,

단계들로 이루어지는 방법.

청구항 15 

제 14 항에  있어서,

제 1의 구멍, 분무 애플리케이터부와 웨이퍼 캐리어 내부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질
을 제거하게 되는 단계는:

ⅰ. 유체를 소정의 경로를 따라 보내 분무 애플리케이터부를 나가는,

단계를 더 함유하고; 또

제 2의 구멍, 분무 애플리케이터부와 웨이퍼 캐리어 외부표면 간에 유체를 순환시키어 그 위의 오염물질
을 제거하게 되는 단계는:

ⅰ. 유체를 소정의 경로를 따라 보내 분무 애플리케이터부를 나가는,

단계를 더 함유하는,

웨이퍼 캐리어 세정 방법.

청구항 16 

내부표면과 외부표면을 가진 웨이퍼 캐리어 구성요소의 세정 장치로서, 

a. 제 1의 격리구역과 제 2의 격리구역을 가지어, 웨이퍼 캐리어 구성요소의 내부표면이 제 1의 격리구
역에 노출되고 웨이퍼 캐리어 구성요소의 외부표면이 제 2의 격리구역에 노출되어, 웨이퍼 캐리어 구성
요소가 적소에 있게, 웨이퍼 캐리어를 삽입하는 개방가능의 유체 타이트 체임버;

b. 제 1의 격리구역에 유체를 마련하기 위해 체임버에 접속된 제 1의 유체 순환로; 및

c.  제 2의 격리구역에 유체를 마련하기 위해 체임버에 접속된 제 2의 유체 순환로,

이루어지는 장치.

청구항 17 

내부표면과 외부표면을 가진 웨이퍼 캐리어의 세정 방법으로서,

a. 웨이퍼 캐리어의 유체 타이트 체임버에의 삽입;

b. 내부표면의 외부표면으로부터의 격리;

c. 제 1의 순환 세정 유체의 내부표면에의 송달;

d. 제 2의 순환 세정 유체의 외부표면에의 송달,

의 단계들로 이루어지는 방법.

도면
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